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本发明属于熔炼设备技术领域，针对现有技

术中的设备存在漏水性，气密性差，抽真空的速

率低的技术问题，本发明公开了一种应用于电弧

熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，坩埚本体的顶端

连接电弧熔炼炉，坩埚本体的顶端中心位置设置

有吸铸坩埚，吸铸坩埚的四周排布设置有熔炼坩

埚，吸铸坩埚的底部向下呈一体式延伸设置为模

具腔；坩埚本体的底端设置有冷却水通道，冷却

水通道以模具腔外壁为中心呈同轴排布设置为

环形迷宫式结构；模具腔的底端外侧壁向外凸起

设置为连接底部，坩埚本体的底端通过连接底部

连接铜帽，通过铜帽收集熔融物。可确保水密封

性好，起到了良好的散热作用；改善了气密性，极

大程度增加了抽真空速率，节约了科研工作者的

时间。
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1.一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，其特征在于，包括坩埚本体，坩埚本

体的顶端连接电弧熔炼炉，坩埚本体的顶端中心位置设置有吸铸坩埚，吸铸坩埚的四周排

布设置有熔炼坩埚，吸铸坩埚的底部向下呈一体式延伸设置为模具腔；

坩埚本体的底端设置有冷却水通道，冷却水通道以模具腔外壁为中心呈同轴排布设置

为环形迷宫式结构；所述坩埚本体和电弧熔炼炉之间间隔形成真空密封槽，真空密封槽沿

着坩埚本体的外侧壁底部向连接盘中内嵌延伸设置为环形槽结构；

模具腔的底端外侧壁向外凸起设置为连接底部，坩埚本体的底端通过连接底部连接铜

帽，通过铜帽收集熔融物；所述连接底部的上端呈环形内嵌设置为水密封槽；

坩埚本体的四周向外延伸设置为连接盘，连接盘上等间距排布设置有螺孔，坩埚本体

通过连接盘的螺孔连接水封底座，坩埚本体和水封底座之间密封间隔形成冷却水通道；

水密封槽自上而下等间距排布设置为数个环形槽，其与水封底座相互配合形成水密

封。

2.根据权利要求1所述一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，其特征在于，所

述熔炼坩埚和吸铸坩埚均设置为半球体结构，吸铸坩埚和模具腔相互连通形成顶部开设通

孔的内置容腔。

3.根据权利要求1所述一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，其特征在于，所

述水封底座设置为中心开设通孔的套筒结构，其套设在模具腔的外侧，套筒的上端向外延

伸设置为与连接盘相互适配的环形连接结构。

4.根据权利要求1所述一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，其特征在于，所

述冷却水通道自内向外呈同轴圆环状排布设置，至少包括内环冷却水通道和外环冷却水通

道，内环冷却水通道和外环冷却水通道的一外侧壁沿纵向呈对称式分别排布设置有通水孔

a和通水孔b。

5.根据权利要求4所述一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，其特征在于，所

述水封底座上分别设置有冷却水入口和冷却水出口，冷却水入口和冷却水出口均和冷却水

通道相互连通。

6.根据权利要求1所述一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，其特征在于，所

述坩埚本体采用纯铜材质制备形成一体式件。
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一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚

技术领域

[0001] 本发明属于熔炼设备技术领域，具体涉及一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体

铜坩埚。

背景技术

[0002] 真空电弧炉是熔炼金属的专用设备，是将金属材料及其它辅助材料投入炉中熔化

并调质，炉料在高温炉内物料发生一定的物理、化学变化，产出粗金属或合金的冶金过程，

熔炼坩埚是熔炼物化反应的容器。

[0003] 现有技术中的设备存在三个问题：首先，在最初的器械上，坩埚与套筒并不是一体

的，是通过螺纹进行连接，这就导致每次套筒与坩埚的拆卸都会在螺纹缝隙产生污垢，灰

尘，影响整体的气密性，降低抽真空的速率。其次，最初的器械，冷却水路也存在于真空炉体

内部，这就导致一旦发生漏水，真空带来的压力差会使得冷却水泄露进入炉体内部。再次，

现有技术中，坩埚与真空炉体连接所用的螺纹孔位于炉体内部，螺纹孔洞与间隙容易存在

积累污渍，夹杂粉尘，吸附气体难以扩散，难以清理等问题。因此，研发一种新型坩埚，借此

有效解决上述问题，具有重要的意义。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的易漏水性，气密性差，抽真空的速率低，存在积累污渍，夹

杂粉尘，吸附气体难以扩散，难以清理等技术问题，本发明的目的在于提供一种应用于电弧

熔炼炉的真空高效一体铜坩埚。

[0005] 本发明采取的技术方案为：

[0006] 一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，包括坩埚本体，

[0007] 坩埚本体的顶端连接电弧熔炼炉，坩埚本体的顶端中心位置设置有吸铸坩埚，吸

铸坩埚的四周排布设置有熔炼坩埚，吸铸坩埚的底部向下呈一体式延伸设置为模具腔；

[0008] 坩埚本体的底端设置有冷却水通道，冷却水通道以模具腔外壁为中心呈同轴排布

设置为环形迷宫式结构；

[0009] 模具腔的底端外侧壁向外凸起设置为连接底部，坩埚本体的底端通过连接底部连

接铜帽，通过铜帽收集熔融物。

[0010] 进一步的，所述熔炼坩埚和吸铸坩埚均设置为半球体结构，吸铸坩埚和模具腔相

互连通形成顶部开设通孔的内置容腔。

[0011] 进一步的，所述坩埚本体和电弧熔炼炉之间间隔形成真空密封槽，真空密封槽沿

着坩埚本体的外侧壁底部向连接盘中内嵌延伸设置为环形槽结构。

[0012] 进一步的，所述连接底部的上端呈环形内嵌设置为水密封槽。

[0013] 进一步的，还设置有水封底座，坩埚本体的四周向外延伸设置为连接盘，连接盘上

等间距排布设置有螺孔，坩埚本体通过连接盘的螺孔和水封底座连接，坩埚本体和水封底

座之间密封间隔形成冷却水通道。
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[0014] 更进一步的，所述水封底座设置为中心开设通孔的套筒结构，其套设在模具腔的

外侧，套筒的上端向外延伸设置为与连接盘相互适配的环形连接结构。

[0015] 进一步的，所述冷却水通道自内向外呈同轴圆环状排布设置，至少包括内环冷却

水通道和外环冷却水通道，内环冷却水通道和外环冷却水通道的一外侧壁沿纵向呈对称式

分别排布设置有通水孔a和通水孔b。

[0016] 更进一步的，所述水封底座上分别设置有冷却水入口和冷却水出口，冷却水入口

和冷却水出口均和冷却水通道相互连通。

[0017] 进一步的，所述坩埚本体采用纯铜材质制备形成一体式件。

[0018] 本发明的有益效果为：

[0019] 1 .本发明中的模具腔用于盛放吸铸模具，通过熔炼坩埚熔化金属，通过吸铸坩埚

盛放即将被吸铸熔融态金属；水密封槽的特殊结构可确保冷却水可以在铜坩埚外侧循环而

不泄露。

[0020] 2.本发明中的真空密封槽与上方真空炉相连，可确保气密性，有效减少了真空腔

体内的螺纹孔洞与间隙，本发明中的坩埚一体化结构与水封底座设计，克服了现有技术中

螺纹间隙等容易积累污渍，夹杂粉尘，吸附气体难以扩散，难以清理等技术问题。

[0021] 3.本发明中坩埚本体通过连接盘的螺孔和水封底座连接，连接处位于真空密封的

外侧，有效改善了气密性，极大程度增加了抽真空速率。

[0022] 4.本发明中的冷却水通道采用迷宫式结构使得水流充分接触一体铜坩埚表面，起

到了良好的散热作用；同时实现了冷却水通道与真空腔体的合理分离，使得漏水也不再影

响真空效率。克服了现有技术中真空系统每个环节的泄露都会造成整体真空效率的下降的

技术问题，本环节的提升使得真空电弧炉的高真空综合效率从30分钟每次提高到1分钟每

次，巨大节约了科研工作者的时间。

附图说明

[0023] 图1为本发明的整体结构示意图a；

[0024] 图2为本发明的整体结构示意图b；

[0025] 图3为本发明的正视图；

[0026] 图4为图3中A‑A方向的剖视图；

[0027] 图5为本发明的俯视图；

[0028] 图6为本发明中坩埚本体和水封底座相互装配的整体结构示意图；

[0029] 图7为图6中的剖视图；

[0030] 其中，1、模具腔；2、连接底部；3、水密封槽；4、连接盘；5、坩埚本体；6、熔炼坩埚；7、

吸铸坩埚；8、冷却水通道；8‑1、通水孔a；8‑2、通水孔b；9、模具腔外壁；10、螺孔；11、真空密

封槽；12、水封底座；12‑1、冷却水入口；12‑2、冷却水出口。

具体实施方式

[0031] 下面结合附图进一步说明本发明。

[0032] 实施例1

[0033] 如图1至图5所示，一种应用于电弧熔炼炉的真空高效一体铜坩埚，包括坩埚本体
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5，

[0034] 坩埚本体5的顶端连接电弧熔炼炉，坩埚本体5的顶端中心位置设置有吸铸坩埚7，

吸铸坩埚7的四周排布设置有熔炼坩埚6，吸铸坩埚7的底部向下呈一体式延伸设置为模具

腔1；

[0035] 坩埚本体5的底端设置有冷却水通道8，冷却水通道8以模具腔外壁9为中心呈同轴

排布设置为环形迷宫式结构；

[0036] 模具腔1的底端外侧壁向外凸起设置为连接底部2，坩埚本体5的底端通过连接底

部2连接铜帽，通过铜帽收集熔融物。

[0037] 具体运行过程为：使用时，一体铜坩埚与真空熔炼炉相连，在高温下，固态金属融

化为液态金属，盛放于熔融坩埚。在模具腔1装入模具后，打开外置真空泵阀，开始吸铸，用

器具将熔融坩埚内的熔融金属移动进入吸铸坩埚7，熔融态金属顺孔留入模具腔1内的模

具，冷却成型。

[0038] 在实施例1的基础上，本发明的又一实施例，熔炼坩埚6和吸铸坩埚7均设置为半球

体结构，熔炼坩埚6用于熔化金属，吸铸坩埚7用于盛放即将被吸铸熔融态金属，吸铸坩埚7

的底部和模具腔1上端相互连接为一体式结构，吸铸坩埚7和模具腔1相互连通形成顶部开

设通孔的内置容腔，用于盛放吸铸模具。

[0039] 本发明的又一实施例，坩埚本体5和电弧熔炼炉之间间隔形成真空密封槽11，真空

密封槽11沿着坩埚本体5的外侧壁底部向连接盘4中内嵌延伸设置为环形槽结构，真空密封

槽11与上方真空炉相连，可确保气密性。

[0040] 本发明的又一实施例，连接底部2的上端呈环形内嵌设置为水密封槽3，水密封槽3

自上而下等间距排布设置为数个环形槽，其与水封底座12相互配合形成水密封，大大提高

了密封效果。

[0041] 本发明的又一实施例，如图6和图7所示，还设置有水封底座12，坩埚本体5的四周

向外延伸设置为连接盘4，连接盘4上等间距排布设置有螺孔10，坩埚本体5通过连接盘4的

螺孔10和水封底座12连接，坩埚本体5和水封底座12之间密封间隔形成冷却水通道8。

[0042] 本发明的又一实施例，如图6和图7所示，所述水封底座12设置为中心开设通孔的

套筒结构，其套设在模具腔1的外侧，套筒的上端向外延伸设置为与连接盘4相互适配的环

形连接结构(环形连接部)，环形连接部上等间距排布设置有螺孔10，通过螺孔10和连接盘4

相互连接，安装方便快捷，环形连接部上表面呈环形内嵌设置有真空密封槽11，真空密封槽

11沿着冷却水通道8的外侧设置，起到双重密封效果。

[0043] 本发明的又一实施例，如图1、图2、图6和图7所示，冷却水通道8自内向外呈同轴圆

环状排布设置，至少包括内环冷却水通道和外环冷却水通道，内环冷却水通道和外环冷却

水通道的一外侧壁沿纵向呈对称式分别排布设置有通水孔a8‑1和通水孔b8‑2，通水孔a8‑1

和通水孔b8‑2设置为方形通槽或孔型通槽。

[0044] 水封底座12上分别设置有冷却水入口12‑1和冷却水出口12‑2，冷却水入口12‑1和

冷却水出口12‑2均和冷却水通道8相互连通。

[0045] 具体运行过程为：水流沿着冷却水入口12‑1进入水封底座12内，分别沿着内环冷

却水通道和外环冷却水通道形成的迷宫式结构进行注入，即先沿着冷却水入口12‑1进入内

环冷却水通道，内环冷却水通道内的水注满后，经过通水孔a8‑1向外环冷却水通道注入，直
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至外环冷却水道注满后，再沿着直至将冷却水通道8注满，再沿着通水孔b8‑2向外注入，直

至将整个冷却水通道8注满后，冷却水沿着冷却水出口12‑2流动出来，依次形成冷却水循

环，对坩埚本体5进行降温，可提高固体熔融物着壁时散热效果。

[0046] 本发明的又一实施例，坩埚本体5采用纯铜材质制备形成一体式件，铜质底帽材质

为纯铜，导热系数为386.4w/(m.k)，相比于黄铜(导热系数为108.9/(m.k))，铍铜(导热系数

为195w/(m.k))，以及传统的不锈钢(导热系数为10～30w/(m·℃))，均展现出高导热性。一

体式结构便于加工制作，同时也可以提高抽气过程的密封效果。

[0047] 以上所述并非是对本发明的限制，应当指出：对于本技术领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明实质范围的前提下，还可以做出若干变化、改型、添加或替换，这些改进

和润饰也应视为本发明的保护范围。
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图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7
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